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Die am 19. Juli 2001 unter gleichzeitiger Bezahlung der
Beschwerdegeblhr eingelegte Beschwerde der
Patentinhaberin (Beschwerdeflihrerin) richtet sich gegen
die am 21. Mai 2001 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das européische Patent

Nr. 0 597 995 zu widerrufen. Die Beschwerdebegriindung

wurde am 15. September 2001 eingereicht.

Der Einspruch richtete sich gegen das erteilte Patent
und wurde damit begrindet, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 nach den Artikeln 52 (1) und 56 EPU nicht
patentfdhig sei (Artikel 100 a) EPU), und dass das
Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstdndig
offenbare, dass ein Fachmann sie ausfihren kénne

(Artikel 100 b) und 83 EPU).

In der angefochtenen Entscheidung stellte die
Einspruchsabteilung u. a. fest, dass der Fachmann aus
dem Streitpatent genigend Hinweise zur Ausfihrung der
erfindungsgemdfien Stimulationselektrode bekommen kd&nne
(Artikel 83 EPU). Das Patent wurde jedoch mit der
Begrindung widerrufen, dass der Gegenstand des

Anspruchs 1 wie erteilt keine erfinderische Tatigkeit im
Hinblick auf folgende Dokumente aufweise (Artikel 56
EPU) :

D7: US-A-4 886 591

D11:Mund K. et al.: "Electrochemical Properties of
Platinum, Glassy Carbon, and Pyrographite as
Stimulating Electrodes", PACE Vol. 9, November-
Dezember 1986, Seiten 1225 bis 1229.
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IIT. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens verwiesen die

Beschwerdefihrerin und die Beschwerdegegnerin

(Einsprechende) noch auf folgende Dokumente:

D2:

D24

D26:

D27

D29

D30
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Schaldach M. et al.: "Titannitrid-
Herzschrittmacher-Elektroden", Biomedizinische
Technik, Bd. 34, No. 7/8, Juli/August 1989,
Berlin, Seiten 185 bis 190;

:Schaldach M. et al.: "Sputter-Deposited TiN

Electrode Coatings for Superior Sensing and
Pacing Performance", PACE Vol. 13, Dezember 1990,
Seiten 1891 bis 1895;

"Some technical and physiological aspects of
cardiac pacing', Siemens, Dezember 1981, Seiten 1

bis 23;

:Schaldach M. et al.: "Acute and long-term sensing

and pacing performance of pacemaker leads having
titanium nitride electrode tips", Pacemaker leads,
Elsevier Science Publishers B.V., 1991, Seiten,

441 bis 450;

:Schaldach M.: "New aspects in electrostimulation

of the heart", Medical Progress through
Technology, No. 21, 1995, Seiten 1 bis 16;

:Bolz A. et al.: "“Interface aspects of stimulating

electrodes", Annual International Conference of
the IEEE Engineering in Medicine and Biology
Society, Vol. 13, No. 2, 1991, Seiten 714 bis 716;
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D50:A. Bolz: "Die Bedeutung der Phasengrenze zwischen
alloplastischen Festkdrpern und biologischen
Geweben flir die Elektrostimulation", Berlin,
Fachverl. Schiele & Schén GmbH, 1995, Seiten 64
bis 81;

D51:Seiten 110 and 111 (Literaturhinweise) aus

Dokument D50.

Die von beiden Parteien hilfsweise beantragte miindliche

Verhandlung fand am 18. August 2005 statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte als Hauptantrag, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
unbeschrankt aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte
sie die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprichen
gemafd den Hilfsantrdgen 1 bis 6, die mit Schreiben wvom

18. Juli 2005 eingereicht wurden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.

Der Patentanspruch 1 gemaff dem erteilten Patent

(Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Stimulationselektrode mit einem Grundkdérper und einer
pordsen Oberfldchenbeschichtung deren aktive Oberfldche
wesentlich gréBer ist als die sich aus der geometrischen
Grundform der Elektrode ergebende Oberfldche, wobei die
Oberfldchenbeschichtung aus einem inerten Material, d. h.
einem Material ohne bzw. mit einer nur sehr geringen
Oxidationsneigung besteht, derart, daf das Material der

Oberfldchenbeschichtung aus einem inerten Element, einer
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inerten chemischen Verbindung und/oder einer inerten
Legierung gebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

daff die aktive Oberfldche durch eine fraktalartige
rdumliche Geometrie um einen Faktor von mindestens
tausend gréfler ist als die sich aus der geometrischen

Grundform der Elektrode ergebende Oberfléche."

Die Patentanspriche 2 bis 6 sind vom Anspruch 1 abhiangig.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Der Begriff "Oberfldchenbeschichtung" im Anspruch 1 des
angefochtenen Patents bezeichne nicht einfach die
Oberflachenschicht eines Grundkdérpers sondern eine auf
den Grundkdérper aufgebrachte, aus einem inerten Material
bestehende Beschichtung, wobei dieses Material von einem
inerten Element, einer inerten chemischen Verbindung

und/oder einer inerten Legierung gebildet sei.

Dokument D11 beschreibe eine Stimulationselektrode, die
aus einem Grundkdérper mit aufgerauter Oberfliche bestehe.
Eine Oberfléachenbeschichtung aus einem inerten Material

sei in D11 nicht genannt.

Gegenstand von D7 sei eine Verbundelektrode, die durch
Druckformen eines Komposits aus leitf&higen Partikeln
mit fraktaler Oberfldche und einem Bindemittel erzeugt
werde. D7 enthalte keinen Hinweis auf eine fraktale

Beschichtung eines formgebenden Elektrodengrundkdérpers

mit einem inerten, korpervertriglichen Material.
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Ausgehend von der aus D11 bekannten
Stimulationselektrode sei daher der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Streitpatents durch D7 nicht nahegelegt.

Der von Beschwerdegegnerin erneut erhobene Einwand der
mangelnden Ausfihrbarkeit des Patents sei schon von der
Einspruchsabteilung als nicht zutreffend beurteilt
worden. Das angefochtene Patent enthalte zwar keine
ndheren Angaben Uber die Herstellung einer
Oberflachenbeschichtung mit fraktalartiger r&umlicher
Geometrie und weise lediglich auf die in der
Dinnschichttechnologie Ublichen Herstellungsverfahren
hin. Die flir die Bestimmung der zu erzeugenden
Strukturen mafRgeblichen Parameter seien aber dem
Fachmann bekannt (siehe z. B. D24). Auch die Auswahl der
Parameterwerte bereite dem Fachmann keine
Schwierigkeiten, da eine anndhernd lineare Abh&ngigkeit
der Fraktalitat von diesen Werten bestehe, wie es dem
nachverdffentlichten Dokument D50 zu entnehmen sei.
Angesichts der im Streitpatent enthaltenen Hinweise und
des allgemeinen Fachwissens wadre daher der Fachmann am
Prioritatstag des Streitpatents imstande gewesen, mit
zumutbarem Aufwand eine erfindungsgemife

Stimulationselektrode herzustellen.

Der Einwand gegen die Neuheit der beanspruchten
Erfindung sei erst acht Monate nach Ablauf der .
Einspruchsfrist vorgebracht worden. Da nicht samtliche
Merkmale des Anspruchs 1 den Dokumenten D2 und D24 zu
entnehmen seien, kénne eine Berticksichtigung dieses
Einwands kaum gerechtfertigt sein. Beide Dokumente
betradfen Elektroden mit einer Titannitrid-Beschichtung,
die einerseits nicht inert und andererseits nicht

fraktalartig sei. Ebenso verhalte es sich mit der
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Oberfléachenstruktur der Elektrode von D26, die

keineswegs der patentgemédffien Ldsung entspreche.

Die erfinderische Tatigkeit der erfindungsgemifen
Stimulationselektrode misse im Hinblick auf die aus dem
Stand der Technik bekannten unterschiedlichen Konzepte

fir die Gestaltung einer Elektrode bewertet werden.

D11 und D26 zeigten Elektroden aus Glaskohlenstoff,
deren Oberflache durch Pyrolyse aufgeraut sei. In diesen
Dokumenten finde sich kein Hinweis auf eine

Oberflichenbegchichtung oder auf eine fraktale Geometrie.

Aus D7 gehe hervor, dass kleine Partikel mit einer
fraktalen Oberflache auf dem Wege dexr Pyrolyse
hergestellt und mit Hilfe eines Bindemittels zu einer
Elektrode verklebt werden kénnten. Dokument D7 zeige
somit auch keine Elektrode mit einer

Oberflachenbeschichtung.

D2 und D24 offenbarten Elektroden mit einer pordsen
Oberflache. Diesen Dokumenten sei jedoch kein Hinweis
auf eine fraktale Geometrie der Oberflichenbeschichtung
zu entnehmen. Ferner sei das Material der

Oberfléachenbeschichtung nicht inert.

Der einzige Hinweis auf eine fraktale Geometrie sei

somit in D7 zu finden.

D7 betone jedoch nicht die groffe Oberfl&che der
fraktalen Partikel, sondern deren gute mechanische
Stabilitat, die es erlaube, die Elektrode mit weniger

Poren verschlieffendem Bindemittel herzustellen.
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Da der Stand der Technik keinen Hinweis enthalte, die
Geometrie der Oberflache einer Elektrode fraktal zu
gestalten, wurde der von D2 und D24 ausgehende Fachmann
auch nicht versuchen, das in diesen Dokumenten genannte
Material fUr die Oberflachenbeschichtung durch ein
inertes Material zu ersetzen und dann die Parameter fur
das Auftragen der Oberflachenbeschichtung so

einzustellen, dass sich eine fraktale Geometrie ergebe.
Es sei fur den Fachmann daher nicht nahe liegend gewesen,

zur erfindungsgemafien Elektrode zu gelangen.

Der Begriff fraktalartig finde eine Stitze in der
Beschreibung der prioritdtsbegriindenden Patentanmeldung
DE 4 126 362, wo auf die Moglichkeit hingewiesen werde,
eine fraktale Geometrie der Oberflédchenbeschichtung
wenigstens angenahert verwirklichen zu kénnen. Die
dltere Prioritdt sei daher wirksam in Anspruch genommen
worden. Folglich gehdére das Dokument D30 nicht zum Stand

der Technik.

VIII. Die Beschwerdegegnerin machte im Wesentlichen folgendes

geltend:

Das Streitpatent enthalte keine ausreichenden
Informationen zur Ausfiihrung der Erfindung. Insbesondere
weise die Patentschrift auf keine Parameter bzw.
Parameterwerte des Herstellungsverfahrens hin. Es sei
auch nicht zu erwarten, dass jedes beliebige inerte
Material fir die Erzeugung einer fraktalartigen
Oberflachenbeschichtung geeignet sei. Der Fachmann, der
eine erfindungsgemdfie Stimulationselektrode herstellen
méchte, stehe daher vor der unzumutbaren Aufgabe, nicht
nur geeignete Parameter und Parameterwerte, sondern auch

ein Erfolg versprechendes Material zu wdhlen. Ferner sei

2254.D
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in der Patentschrift keine geeignete Methode offenbart,
um das Vorhandensein einer fraktalartigen r&umlichen

Geometrie der aktiven Elektrodenoberfllche festzustellen.

D24 beziehe sich auf eine Stimulationselektrode, die
nach der in der Patentschrift empfohlenen
Herstellungsmethode erzeugt worden sei. Nach Meinung der
Beschwerdefihrerin sei die Oberfliche der in D24
gezeigten Stimulationselektrode nicht fraktalartig. Dies
bedeute aber, dass sich die Verfahrensparameter zur
Herstellung der Stimulationselektrode gemidf D24 von den
Parametern unterscheiden milissten, die mit Hilfe
desselben Herstellungsverfahrens zu einer
erfindungsgemidfien Elektrodenbeschichtung mit einer
fraktalartigen raumlichen Geometrie fithren wiirden. Da
die Anzahl der Parameter mindestens vier sei und diese
Parameter kontinuierlich variiert werden kénnten, ergebe
sich eine sehr groffe Anzahl von méglichen Kombinationen
der Parameterwerte und Materialien. Die Bestimmung der
geeigneten Parameter und Materialien durch das Testen
der moéglichen Kombinationen sei jedoch mit einem dem
Fachmann unzumutbaren Arbeitsaufwand verbunden. D50 sei
ein nachveroffentlichtes Fachbuch und diirfe nicht als
Basis fir die Offenbarung verwendet werden, da es nicht
dem Stand des Fachwissens am Priorititstag des

Streitpatents entspreche.

Der Einwand der mangelnden Neuheit solle in das
Verfahren eingefihrt werden, da die Prifung der
erfinderischen Tédtigkeit die Priifung der Neuheit
beinhalte. Der Einwand der mangelnden Neuheit sei daher
implizit schon im Verfahren gewesen und sollte nicht als

verspédteter Einspruchsgrund unbericksichtigt bleiben.

2254.D
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D2 und D24 offenbarten alle Merkmale des Anspruchs 1 des
Streitpatents und insbesondere eine fraktalartige
rdumliche Geometrie, wie es den Dokumenten D27 und D29
hervorgehe, welche in entsprechenden Figuren die aus D2
und D24 bekannten Oberflachenstrukturen zeigten und
diese als fraktal bezeichneten. Flr die Beschichtung der
Stimulationselektroden gemadff D2 und D24 werde ein
Material (Titannitrid) verwendet, dass eine geringe
Oxidationsneigung zeige und somit inert im Sinne des

Streitpatents sei.

Auch D26 offenbare eine Stimulationselektrode mit allen
im Anspruch 1 des Streitpatents aufgefihrten Merkmalen,
weil der Begriff "fraktalartig" auch Oberflachen umfasse,
die nicht fraktal sondern fraktal-&hnlich seien. Die
Stimulationselektrode nach D26 zeige eben eine solche
fraktal-dhnliche Oberflache und sei daher als

"fraktalartig" im Sinne des Streitpatents zu bezeichnen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents
sei somit nicht neu im Hinblick auf jedes der Dokumente

D2, D24 und D26.

D11 betreffe eine Stimulationselektrode, die aus einem
inerten Material, Glaskohlenstoff, bestehe und eine
pordse, durch Pyrolyse erzeugte Oberfliche aufweise.
Pyrolyse impliziere das Aufbauen von Schichten
aufeinander, so dass die aktive Oberfliche der aus D11
bekannten Stimulationselektrode die Oberfl&che der auf
die unterliegenden Schichten aufgetragenen obersten
Schicht sei. Da solche durch Pyrolyse entstehenden
Schichten eine Oberflachenbeschichtung im Sinne des
Streitpatents darstellten, enthalte D11 alle im
Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgefliihrten Merkmale. Wie

2254.D



2254.D

- 10 - T 0842/01

Dokument D7 belege, hatten durch Pyrolyse erzeugte
Partikel eine fraktal-ahnliche Struktur. Die durch
Pyrolyse erzeugte Oberfldchenbeschichtung der
Stimulationselektrode nach D11 misse daher auch fraktal-
dhnlich sein. D11 weise daher alle Merkmale der

beanspruchten Stimulationselektrode auf.

Wenn jedoch angenommen werde, dass eine fraktalartige
rdumliche Geometrie in D11 nicht offenbart sei, wére es
flir den Fachmann naheliegend, die Lehre von D7 auf die
Stimulationselektrode nach D11 zu uUbertragen und somit

zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen.

D2 und D24 bezdgen sich auf Stimulationselektroden mit
einer Titannitrid- Beschichtung. Dieses Material, das
eine sehr niedrige Oxidationsneigung zeige, sei als
inert im Sinne des Patents zu bezeichnen. Unter derx
Annahme, die Oberflidchen von D2 und D24 hitten keine
fraktalartige rdumliche Geometrie, wirde die Fraktalitéit
der Oberflache den einzigen Unterschied zwischen den
bekannten Stimulationselektroden und dem Gegenstand des
Anspruchs 1 darstellen. Dem Fachmann, der von D1 oder
D24 ausgehe und vor der Aufgabe stehe, eine
Stimulationselektrode mit einer vergréferten aktiven
Oberflache herzustellen, sei z. B. aus D7 bekannt, dass
fraktalartige Strukturen eine grofe Oberfliche aufwiesen.
Fir den Fachmann wdre es dann naheliegend, die in D2 und
D24 genannten Verfahrensparameter so einzustellen, dass
eine fraktalartige r&umliche Geometrie der Oberflache
entstehe. Der Fachmann wirde daher zur beanspruchten
Stimulationselelektrode gelangen, ohne dabei

erfinderisch zu werden.
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Da der Begriff "fraktalartig" keine Stilitze im alteren
Prioritatsdokument finde, sei die Inanspruchnahme der
entsprechenden Prioritat unglltig. Das Dokument D30
gehdre daher zum Stand der Technik und sei zu
bericksichtigen, zumal es alle Merkmale des Anspruchs 1

offenbare.

In Hinblick auf den genannten Stand der Technik sei
somit der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPU oder zumindest
nicht auf einer erfinderischen TAtigkeit beruhend im

Sinne des Artikels 56 EPU.

Entscheidungsgriinde

1.1

Die Beschwerde ist zulé&ssig.

Hauptantrag

Erfinderische Tédtigkeit des Anspruchs 1 im Hinblick auf D7 und

D11

2254 .D

In der angefochtenen Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung D11 als nachstliegenden Stand der
Technik angesehen und ist bei der Bewertung der
erfinderischen Tétigkeit des Gegenstandes des erteilten

Anspruchs 1 von diesem Dokument ausgegangen.

Dokument D11 zeigt u. a. eine Elektrode aus aktiviertem
Glaskohlenstoff, die einen Grundkdérper und eine durch
Pyrolyse organischer Verbindungen aufgeraute
Oberflachenschicht aufweist. Die porédse

Oberflachenschicht bewirkt eine Erhdhung der Kapazitét
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um einen Faktor der Gréfienordnung Tausend (D11,

Seite 1228, rechte Spalte, letzter Satz bis Seite 1229,
linke Spalte, erster Satz). Es ist unbestritten, dass
dies auf die Vergréferung der Oberflache um einen Faktor

von Tausend und mehr zurickzufihren ist.

Strittig ist dagegen zwischen den Parteien, ob die
aufgeraute porédse Oberflache der bekannten Elektrode

eine Oberflachenbeschichtung im Sinne des angefochtenen

Patents darstellt, und ob die rAumliche Geometrie dieser

Oberflache als "fraktalartig" bezeichnet werden kann.

Nach der Beschwerdefuhrerin impliziert der Begriff
"Oberfldchenbeschichtung" das Auftragen einer Schicht
auf einen Grundkdrper und schlieft daher
Oberflachenschichten aus, die durch das Behandeln bzw.
Bearbeiten eines Grundkdérpers entstehen kénnten. Die aus
D11 bekannte, durch Pyrolyse erzeugte Oberflichenschicht
eines aus aktiviertem Glaskohlenstoff bestehenden

Grundkdrpers sei daher keine Oberfldchenbeschichtung im

Sinne des Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin halt dagegen, dass eine
Oberflachenbeschichtung lediglich die oberste bzw.
duBerste Schicht eines K&rpers bezeichne und keinesfalls
ein bestimmtes Herstellungsverfahren impliziere. Das
Aufrauen der Oberflédche einer Elektrode aus
Glaskohlenstoff gemaf D11 erfolge schichtweise und
erzeuge eine aus einem Grundkdérper und einer

Oberflachenbeschichtung bestehende Elektrode.

Nach Meinung der Kammer ist eine Oberflichenbeschichtung

nicht einer Oberfldchenschicht gleichzusetzen. Der

Begriff "Oberfldchenschicht" bezeichnet lediglich die
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Schicht eines KOrpers, die sich an dessen Oberfliche
befindet. Eine "Oberfldchenbeschichtung" stellt jedoch

eine Schicht dar, die durch Beschichten der

Kérperoberflache erzeugt wird. Mit anderen Worten setzt
der Begriff "Oberfldchenbeschichtung" voraus, dass eine
Schicht auf die Oberflache eines Korpers aufgebracht
wird, wahrend der Begriff "Oberfldchenschicht" keinen
Hinweis auf deren Erzeugung durch das Auftragen eines
Materials oder durch die Behandlung oder Bearbeitung der

Oberflache enthalt.

Die pordse Oberflachenschicht der aus D11 bekannten
Elektrode wird durch das Aufrauen eines Grundkdérpers

erzeugt. Sie stellt somit keine Oberflachenbeschichtung

im Sinne des Patents dar.

Nach der Beschwerdegegnerin impliziexrt der Begriff
"fraktalartig", dass der Anspruch 1 des Streitpatents
auch nicht fraktale Oberfldchen mit einem fraktal-
dhnlichen Erscheinungsbild umfassen soll. Die aktive
pordse Oberflache der aus D11 bekannten Elektrode zeige
eine fraktal-ahnliche Struktur und sei daher
"fraktalartig" im Sinne des Patents. Dies werde noch
durch das besondere Herstellungsverfahren (Pyrolyse)
bestatigt, das gemaff Dokument D7 (Spalte 2, Zeilen 58
bis 61) zur Erzeugung von Partikeln mit einer fraktalen

raumlichen Geometrie geeignet sei.

Gemdf dem Wortlaut des Anspruchs 1 des angefochtenen
Patents betrifft die vorliegende Erfindung eine
Stimulationselektrode, deren aktive Oberflache "duxrch
eine fraktalartige rdumliche Geometrie" vergrdfRert wird.
Der Begriff fraktalartig bezeichnet nach Meinung der

Kammer eine Oberflache, die eine Morphologie in der Art
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eines Fraktals aufweist, und deren wesentliche

Eigenschaft darin liegt, dass sie aus Elementen mit
dhnlichem Erscheinungsbild besteht, wobei verkleinerte
Formelemente sich jeweils an der Oberflidche der
nachstgrdéReren Grundform anlagern (vgl. Patentschrift
Spalte 7, Zeilen 32 bis 38). Obwohl die Struktur der
beanspruchten Oberflédche unregelmidfig geformt sein kann,
muss sie "den fraktalen GesetzmidBigkeiten" folgen und
insbesondere "eine sich nach aufen hin stets
verfeinernde Struktur" aufweisen. Somit ist eine
mikroskopische Oberfléache erzielbar, die fldchenmidfig um
ein Vielfaches groéfier ist als der zugehdrige
makroskopische Flachenbereich (vgl. Patentschrift
Spalte 7, Zeilen 48 bis 53).

Da die Porositdt einer Oberfléche nicht notwendigerweise
durch eine fraktalartige raumliche Geometrie entsteht,

kann der Begriff "fraktalartig" nicht ohne weiteres zur
Beschreibung der pordsen aktiven Oberflidche der aus D11

bekannten Stimulationselektrode herangezogen werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
unterscheidet sich daher von der aus D11 bekannten

Stimulationselektrode durch folgende Merkmale:

- eine "Oberfldchenbeschichtung", d. h. eine auf einen

Grundkdérper aufgetragene Oberflichenschicht;

- eine "fraktalartige rdumliche Geometrie" der aktiven

Oberfldche der Oberflidchenbeschichtung.

Ausgehend von der aus D1l bekannten
Stimulationselektrode kann die Aufgabe der vorliegenden

Erfindung darin gesehen werden, eine alternative
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Stimulationselektrode zu schaffen, die wie die bekannte
Elektrode auf die Vergroéflerung der aktiven Oberfléache

und daher auf die Maximierung der Helmholtzkapazitat

zielt.

3.3 Nach der Beschwerdegegnerin gibt D7 dem Fachmann einen
klaren Hinweis, dass die aktive Oberfléche einer
Elektrode durch eine fraktalartige raumliche Geometrie
vergrdfert werden kann. Da D7 auch Elektroden erwahne,
die aus einem Grundkdrper und einer aufgetragenen
Schicht bestinden, ware fir den Fachmann naheliegend,
die Lehren der beiden Dokumente miteinander zu
kombinieren und zu einer erfindungsgemifen

Stimulationselektrode zu kommen.

3.4 D7 betrifft Verbundelektroden mit einer grofen aktiven
Oberfléche, die bei elektrochemischen Verfahren
Anwendung finden kénnen. Es wird in D7 festgestellt,
dass herkdémmliche Verbundelektroden, die aus einem
Bindemittel und leitfdhigen Partikeln bestehen, grofle
Mengen von Bindemittel bendétigen, so dass die zur
Verfigung stehende Oberflidche reduziert und der
elektrische Widerstand erhdht wird (Spalte 1, Zeilen 6
bis 10 und Spalte 1, Zeile 64 bis Spalte 2, Zeile 2).

D7 weist zwar auf die Vorteile einer rauen
Elektrodenoberflache hin und erwdhnt einige bekannte
Verfahren zur Herstellung von Elektroden mit einer

groflen aktiven Oberflachenbeschichtung (Spalte 1, Zeilen

42 bis 63). Es setzt sich aber als Aufgabe, das bei der
Herstellung einer Verbundelektrode mit herkémmlichen
leitféhigen Partikeln bendétigte Bindemittel auf ein
Minimum zu reduzieren, um bei einer vorgegebenen

Materialmenge die aktive Oberflache der Elektrode zu
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erhdhen und deren elektrischen Widerstand entsprechend
zu vermindern (Spalte 2, Zeilen 3 bis 9). Der Einsatz
von durch Pyrolyse erzeugten Partikeln, die eine
fraktale Oberflache aufweisen, erhéht die mechanische
Festigkeit des Verbundes und flihrt zu einem verminderten
Verbrauch des bendtigten Bindemittels (Spalte 2, Zeilen
58 bis 61).

Obwohl D7 darauf hinweist, dass eine fraktale
Morphologie der Partikeloberflache eine VergréfRerung der
sich aus der geometrischen Grundform der Partikel
ergebenden Oberfldche hervorruft, werden leitfdhige
Partikel mit einer fraktalen Oberfl&chenstruktur nicht
mit dem Ziel verwendet, die aktive Oberfléche der
Oberfléachenbeschichtung einer aus einem Grundkdérper und
einer pordsen Oberfladchenbeschichtung bestehenden

Stimulationselektrode zu vergrofRern.

Somit enthalt D7 keine expliziten Hinweise, die den von
D11 ausgehenden Fachmann zur erfindungsgemdfien
Stimulationselektrode flihren wilirden. Solche Hinweise
kénnten aus diesem Dokument lediglich durch eine
Abstraktion der darin enthaltenen Lehre abgeleitet
werden, die jedoch von der gesamten Offenbarung nicht

suggeriert wird und daher nicht zu rechtfertigen ist.

Nach Meinung der Kammer hdtte der Fachmann keinen Anlass .
gehabt, die Lehre von D7 bezliglich der fraktalen
Struktur der zur Herstellung einer Verbundelektrode
verwendeten Partikel auf die aus D11 bekannte
Stimulationselektrode zu uUbertragen. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des erteilten Patents ergibt sich somit
nicht in naheliegender Weise aus der Kombination der

Lehren von D11 und D7 (Artikel 56 EPU).
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Ausfiihrbarkeit der Erfindung

2254.D

Nach dem angegriffenen Patent kénnen die
erfindungsgemafen Oberflachenbeschichtungen, die auf
Grund ihrer fraktalen Geometrie fir
Oberflichenvergréferungen um einen Faktor Tausend und
mehr sorgen, mit Hilfe moderner
Vakuumbeschichtungsverfahren wie Sputtern oder
Ionenplattieren auf herkédmmlichen Elektroden erzeugt
werden (Spalte 5, Zeilen 27 bis 33). Abgesehen von einem
allgemeinen Hinweis auf die entsprechende Einstellung
der Verfahrensparameter (Spalte 5, Zeilen 37 bis 42),
enthédlt die Patentschrift keine ndheren Angaben Uber die
Herstellung einer Oberflachenbeschichtung mit
fraktalartiger Geometrie. Das Patent geht offensichtlich
davon aus, daff der Fachmann lUber das fir die Erzeugung
solcher fraktaler Oberflachenstrukturen notwendige

Fachwissen verfigt.

Zur Beurteilung der Ausfihrbarkeit der vorliegenden
Erfindung gemadf Artikel 83 EPU ist nach Meinung der
Kammer als Fachmann ein Experte auf dem Gebiet der
Dinnschichttechnologie heranzuziehen, der mit der
Herstellung von Beschichtungen mit unterschiedlichen
Strukturen vertraut ist und Erfahrung mit der

Einstellung der maRgeblichen Verfahrensparameter hat.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet nicht, dass die in der
Patentschrift genannten Verfahren flir die Herstellung
von Beschichtungen mit einer fraktalen raumlichen
Geometrie tatsachlich geeignet sind. Sie begrindet aber
ihren Einwand unter Artikel 100 b) EPU damit, dass die

Herstellung einer erfindungsgeméflien
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Stimulationselektrode dem Fachmann einen unzumutbaren
Aufwand abverlangen wirde. Die Patentschrift weise zwar
im Allgemeinen auf mdégliche Herstellungsverfahren hin.
Sie enthalte aber keine Informationen liber die Wahl der
geeigneten Parameter bzw. Parameterwerte. Das im
Streitpatent genannte Herstellungsverfahren einer
beschichteten Elektrode und die einzustellenden
Verfahrensparameter seien auch in D24 erwdhnt. Wenn
jedoch, wie von der Beschwerdefihrerin behauptet,
Dokument D24 keine Oberfldchenbeschichtung mit einer
fraktal-ahnlichen Geometrie zeige, misse die
Parametereinstellung zur Erzeugung einer fraktalen
Oberflachenstruktur entscheidend sein. Es sei allerdings
zu bezweifeln, dass sich eine Oberflachenbeschichtung
mit einer fraktalartigen rd&umlichen Geometrie aus

jeglichem "inerten Material" erzeugen lasse.

Ferner weise die Patentschrift auf keine Methode zur
eindeutigen Feststellung der Fraktalitéat einer

Oberflachenstruktur.

Dokument D24 zeigt eine durch ein PVD-Verfahren
hergestellte Stimulationselektrode und weist u. a. auf
finf Faktoren hin, die fir die Erzeugung einer
Beschichtung mit einer offenen pordsen Oberflache
verantwortlich sind (D24, Seite 1892, rechte Spalte,
zweiter und dritter Absatz). Die entscheidenden
Parameter zur Steuerung eines der im Streitpatent
genannten Herstellungsverfahren sind somit dem Fachmann
bekannt. Es stellt sich daher die Frage, ob die
Bestimmung der geeigneten Parameterwerte im Hinblick auf
die Schaffung einer fraktalartigen Oberflichengeometrie

fir den Fachmann eine zumutbare Aufgabe war.
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Nach der Beschwerdefiihrerin belegen Ausziige aus einem
1995 verdffentlichten Fachbuch (D50), dass die
beanspruchten Elektrodenocberflichen durch
Kathodenzerstaubung herstellbar seien, und dass die
Prozessoptimierung hinsichtlich der Erzeugung fraktaler
Strukturen durch das Variieren einzelner Parameter
erfolgen kénne, wobei ein anndhernd linearer
Zusammenhang zwischen den Werten des jeweils
untersuchten Parameters und der Zunahme der fraktalen

Struktur der aktiven Oberflache bestehe.

Das von der Beschwerdefihrerin eingefihrte Dokument D50
wurde nach dem Prioritdtstag des Streitpatents
verdffentlicht und gilt daher nicht als Beweis fiir das
vor dem Prioritétstag dem Fachmann zur Verfiigung
stehende Fachwissen. D50 darf aber zur nachtriglichen
Bestdtigung herangezogen werden, dass der Aufwand fir
die Bestimmung der fir die Herstellung von
Beschichtungen mit fraktaler Oberfliche geeigneten Werte
der Prozessparameter dem oben genannten, auf dem Gebiet
der Dinnschichttechnologie erfahrenen Fachmann zumutbar

gewesen ware.

D50 zeigt u. a. die Ergebnisse der Prozessoptimierung
bei der Herstellung einer Titannitrid-Beschichtung mit
einer fraktalen Oberflichenstruktur, wobei als Parameter
fir die Fraktalitadt der Oberfliche die
Phasengrenzkapazitdt verwendet wird. Wie aus den Figuren
4.14 bis 4.16 hervorgeht, zeigt die Abhingigkeit der
Phasengrenzkapazitdt von dem jeweils variierten
Parameter (d. h. Plasmaleistungsdichte, Abstand
Substrat-Target, Substrattemperatur) tatsichlich einen

anndhernd linearen Verlauf.
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Ferner weist D50 auf eine schon vor dem Prioritdtstag
des Streitpatents bekannte Messmethode (Nyquist-Plot)
hin (siehe D51), die die Bestimmung der Fraktalit&t

einer Oberflachenbeschichtung ermdglicht.

Zusammenfassend zeigt D50, dass die Bestimmung der fur
die Erzeugung einer fraktalen Titannitrid-
Oberfliachenbeschichtung geeigneten Parameterwerte durch
das Variieren einzelner Prozessparameter erfolgen kann,
und dass die erwunschte Wirkung allmdhlich und auf
vorhersehbare Weise, d. h. einem anndhernd linearen
Gesetz folgend, eintritt. Ferner belegt D51, dass eine
relativ einfache Methode zur eindeutigen Feststellung
der Fraktalitat einer Struktur vor dem Prioritdtstag des

Streitpatents bekannt war.

Vor die Aufgabe gestellt, eine fraktalartige Struktur
herzustellen, darf vom oben genannten Fachmann erwartet
werden, dass er bestimmen konnte, welche Parameter zur
Herstellung einer fraktalen Oberflachenstruktur, d. h.
einer aus einer Anzahl eines Formelements bestehenden
Oberflachenbeschichtung, die durch das Auftragen von
Schichten mit immer kleiner werdenden Elementen entsteht,
einzustellen sind. Angesichts der vorgesehenen Anwendung
der erfindungsgemdffen Stimulationselektrode und der
herzustellenden Beschichtung war dieser Fachmann auch
imstande, geeignete inerte Materialien auszuwdhlen. Es
ist daher zu erwarten, dass der Fachmann im Hinblick auf
die im Streitpatent enthaltenen Informationen und auf
sein Fachwissen eine Stimulationselektrode gemaf
Anspruch 1 des angefochtenen Patents herstellen konnte,
ohne vorher eine unzumutbar groffie Anzahl mdglicher
Kombinationen der Parameterwerte und Materialien testen

ZUu mussen.
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Folglich ist die Kammer der Meinung, dass der Einwand
der Beschwerdegegnerin unter Artikel 100 b) EPU nicht

gerechtfertigt ist.

Neuheit

2254.D

Der Einwand der Beschwerdegegnerin gegen die Neuheit des
Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf
die in der Einspruchsschrift genannten Dokumente D2 und
D24 wurde zum ersten Mal acht Monate nach Ablauf der
Einspruchsfrist im Schreiben vom 7. Dezember 1998
vorgebracht. Nach der Beschwerdegegnerin héatte die
Einspruchsabteilung angesichts der Relevanz der
genannten Dokumente, insbesondere D2, D24 und D26,

diesen Einwand zulassen sollen.

Nach der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer

G 10/91 (Abl. 1993, 420; Entscheidungsgriinde
verdffentlicht unter G 9/91, Abl. 1993, 408) steht es im
Ermessen der Einspruchsabteilung, auch Einspruchsgriinde
zu priufen, die nicht in der Erkl&rung gemdR Regel 55 c)
EPU angegeben waren, wenn sie prima facie der
Aufrechterhaltung des europdischen Patents
entgegenstehen. Der Beschwerdekammer obliegt im Fall der
Anfechtung der entsprechenden Entscheidung die Priifung,
ob die Einspruchsabteilung dabei ihr Ermessen
pflichtgema ausgeibt hat (T 986/93, Abl. 1996, 215).
Wie nachstehend ausgefihrt wird (siehe Ziff. 6.1 - 6.6),
ist nach Meinung der Kammer das Merkmal der
fraktalartigen raumlichen Oberfldchengeometrie keinem
der zur fehlenden Neuheit zitierten Dokumente zu
entnehmen. Die Feststellung der Einspruchsabteilung,

wonach prima facie nicht bewiesen werden konnte, dass
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samtliche Merkmale von Anspruch 1 aus den genannten
Dokumenten zu erkennen sind, ist somit nicht zu

beanstanden.

Da die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) zudem ihr
Einverstandnis verweigert hat, wird der verspitet
vorgebrachte Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit auch

im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

Andererseits sind die Dokumente D2 und D24 bei der
Entscheidung ilber den Einspruchsgrund der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit zu berlcksichtigen. Ebenso das
verspdtet eingereichte Dokument D26, das der Kammer

ausreichend relevant erscheint.

Erfinderische Tédtigkeit des Anspruchs 1 im Hinblick auf D2,

D24 und D26

2254.D

Sowohl D2 als auch D24 betreffen eine

Stimulationselektrode mit einer pordsen TiN-Beschichtung.

Nach D2 wird die TiN-Beschichtung, die sich durch eine
gute biologische Vertraglichkeit auszeichnet, auf einen
Ti-Elektrodenkdérper durch das PVD-Verfahren aufgebracht.
Um eine besonders grofle Doppelschichtkapazitit zu
erzielen, wird eine Beschichtung mit einer offenen
pordsen Struktur bei méglichst hoher VergréfRerung der
Oberflache angestrebt. D2 lehrt (Seite 186, rechte
Spalte, Zeilen 12 bis 21), dass das PVD-Verfahren
besonders gute Voraussetzungen bietet, um die
erwiinschten Schichteigenschaften gezielt zu erzeugen.
Begrenzte Einfallswinkel des kondensierenden Materials
auf dem Substrat in Verbindung mit niedriger

Substrattemperatur beglnstigen s&ulenartiges, durch



2254.D

- 23 - T 0842/01

trennende Spalten gekennzeichnetes Schichtwachstum

(siehe Bild 2).

D24 zeigt eine Stimulationselektrode, die eine durch ein
PVD-Verfahren aufgebrachte TiN-Beschichtung aufweist.
Auch D24 hebt die Vorteile einer offenen porésen
Oberflache hervor, die dieses Verfahren durch die
Einstellung bestimmter Verfahrensparameter erzeugen

lasst.

Die Beschwerdefliihrerin bestreitet, daR die aus D2 und
D24 bekannte TIN-Beschichtung als "inert" im Sinne des
angefochtenen Patents angesehen werden kénne, da

Titannitrid eine Oxidschicht ausbilde.

Nach der Beschreibung des Streitpatents (Spalte 3,
Zeilen 34 bis 42) besteht die Oberflé&chenbeschichtung
der erfindungsgemidfien Stimulationselektrode "aus einem
Material dessen Oxidationsneigung sehr gering ist, wobei
sie vorzugsweise unter Verwendung eines inerten
Materials, also eines Nitrides, Carbides, Carbonitrides
oder aber eines reinen Elements bzw. bestimmter
Legierungen aus der Gruppe Gold, Platin, Iridium oder
Kohlenstoff vakuumtechnisch auf die Elektrode
aufgetragen wird". Die Neigung, eine Oxidschicht zu
bilden, gilt daher als Kriterium, um ein nicht inertes
Material von einem inerten Material im Sinne des Patents

zu unterscheiden.

Wie D50 (Seite 77, Figur 4.19) zeigt, bildet sich eine
Oxidschicht auch auf Iridium, eines der bevorzugten
inerten Materialien der erfindungsgemifen
Stimulationselektrode (siehe Anspruch 2 des erteilten

Patents). Sowohl Titannitrid als Iridium unterliegen
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unter Gleichgewichtsbedingungen einer Alterung. Sie
gelangen aber nach wenigen Stunden in einen
Gleiéhgewichtszustand, der konstante und ausreichende
Phasengrenzkapazitdten gewdhrleistet (D50, Seite 79,
letzter Absatz). Titannitrid bildet zwar eine dickere
Oxidschicht als Iridium. Beide Materialien zeigen aber
ein begrenztes Oxidwachstum. Sowohl Iridium als
Titannitrid sind also flir die angepeilte Anwendung als
Beschichtungen von Stimulationselektrode geeignet und
daher als "inert" im Sinne des angefochtenen Patents zu

bezeichnen.

Als Beweis flUr die Fraktalitadt der aktiven Oberflé&che
der aus D2 und D24 bekannten Stimulationselektroden
weist die Beschwerdegegnerin auf die
nachverdéffentlichten Dokumente D27 und D29 hin, welche
gleich aussehende Oberflédchenstrukturen einer mit
Titannitrid beschichteten Stimulationselektrode als

fraktal beschreiben.

Die Kammer verkennt nicht, dass D27 (Figur 3) und D29
(Figur 1) Strukturen zeigen, die als fraktal
identifiziert und moéglicherweise mit den in Figuren 4 a)
bis d) von D2 und in Figur 1 von D24 abgebildeten
Strukturen identisch sind. Es kommt aber nicht darauf an,
ob die in D2 und D24 abgebildeten Stimulationselektroden
tatsdchlich eine Oberfldche mit einer fraktalartigen
raumlichen Geometrie besafen, die nach dem Prioritatstag
des Streitpatents auch als solche identifiziert wurde.
Entscheidend ist, ob der Fachmann vor dem Prioritidtstag
anhand der in D2 und D24 enthaltenen Informationen
imstande gewesen wéire, die aus D2 und D24 bekannten

Oberflachenstrukturen als fraktalartig zu erkennen.
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Die Figuren in D2 und D24 lassen nicht erkennen, ob die
entsprechenden Strukturen den fraktalen
Gesetzmafigkeiten folgen. Auch dem Hinweis in D24, dass
die Oberfldchenbeschichtung eine siulenartige
Mikrostruktur und eine sdulenartige Makrostruktur
aufweist, ist nicht zu entnehmen, ob es sich tatsichlich
um eine fraktalartige r&umliche Geometrie im Sinne des
Patents handelt. Die Tatsache, dass die Mikrostruktur
aus sdulenartigen Formelementen oder Kristallkdrnern
besteht, die dann eine sdulenartige, durch trennende
Spalten gekennzeichnete Makrostruktur bilden,
unterstitzt nicht eindeutig die Annahme, dass auch die
Mikrostruktur &hnliche S&ulen und Spalten aufweist, oder
dass verkleinerte sdulenartige Elemente fraktalartig an
der Oberflédche der nédchst gréferen siulenartigen

Elementen angelagert sind.

Zusammenfassend ist die Kammer der Meinung, dass der
Fachmann vor dem Prioritdtstag des Streitpatents nicht
imstande gewesen wire, die riumliche Geometrie der
Oberfléche der aus D2 und D24 bekannten
Stimulationselektroden als fraktalartig im Sinne des

Patents zu identifizieren.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents
unterscheidet sich daher von der aus D2 oder D24
bekannten Stimulationselektrode dadurch, dass die. .
Vergrofferung der aktiven Oberfliche durch die

fraktalartige rdumliche Geometrie erzielt wird.

In keinem der vorliegenden Dokumente zum Stand der
Technik wird die Oberflidche einer Stimulationselektrode
als fraktalartig bezeichnet. Alle Dokumente weisen aber

auf die Vorzlige einer pordsen Oberflichenstruktur hin.
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So zeigt D11 in Figur 6 die &quivalente Schaltung einer
Stimulationselektrode aus aktiviertem Glaskohlenstoff,
wobei die Impedanz der Oberfliche durch die mit
Elektrolyt gefuillten Poren bestimmt wird. Nach D11l
(Seite 1228, rechte Spalte, Zeilen 13 bis 16) wire es
naheliegend, die Doppelschichtkapazitdt durch Anwendung

pordser Elektroden zu erhdhen.

Angesichts dieser Tatsachen sieht die Kammer fiur den
Fachmann keinen Anlass, sich von einer bewdhrten porésen
Oberflédchenstruktur abzuwenden und insbesondere den
Einsatz von Oberflichenbeschichtungen mit einer
fraktalartigen rdumlichen Geometrie in Erwigung zu
ziehen, zumal es bei einer Stimulationselektrode
offensichtlich nicht auf die bloRe VergrdéfRerung der
aktiven Oberfldche ankommt. Wie in D1l hervorgehoben
wird, muss bei einer Erhdéhung der Doppelschichtkapazitat
durch Vergrdéferung der aktiven Oberfliche dafiir gesorgt
werden, dass die Kapazitdt innerhalb einer pordsen
Struktur auch fir kurze Stimulationsimpulse zugidnglich
bleibt (D11, Seite 1228, rechte Spalte, Zeilen 17 bis
19). Es scheint a priori nicht selbstverstandlich zu
sein, dass diese Eigenschaft der Doppelschichtkapazitét
erhalten bleibt, wenn die Vergréfferung der aktiven
Oberfldche durch eine fraktalartige riumliche Geometrie

hervorgerufen wird.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass es fiir den von
einer aus D2 oder D24 bekannten Elektrode ausgehenden
Fachmann nicht naheliegend gewesen ware, zur

erfindungsgemédffen Stimulationselektrode zu gelangen.
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7.1 Es ist unstrittig zwischen den Parteien, daf D26 eine
Elektrode auf der Basis von aktiviertem Kohlenstoff
(ACE-Elektrode) zeigt, die mit der aus D11 bekannten
ACE-Elektrode vergleichbar ist.

7.2 Nach der Beschwerdegegnerin zeigt Figur 3 von D26 eine
vergroRBerte Oberflache der Stimulationselektrode mit
einer fraktalartigen riumlichen Geometrie. Fiir den
Fachmann sei es naheliegend gewesen, den Grundkdrper
einer Stimulationselektrode mit einer Beschichtung aus
aktiviertem Kohlenstoff zu versehen und deren aktive
Oberflache durch die aus D26 bekannte

Oberflachenstruktur zu vergréfern.

7.3 Dokument D26 beschreibt die Oberflichenstruktur der
Stimulationselektrode nicht als fraktalartig. Nach
Meinung der Kammer ist die Annahme der
Beschwerdegegnerin, diese Oberflidchenstruktur weise in
der Tat eine fraktalartige rdumliche Geometrie auf,
nicht gerechtfertigt, zumal sich die aus D26 bekannte
Stimulationselektrode kaum von der Stimulationselektrode
gema® D11 unterscheidet. Angesichts dieser Tatsache gilt
fir die erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des
Anspruchs 1 des Streitpatents gegeniiber D26 die fiir D11
und insbesondere fiir die Kombination von D11l und D7

angefihrte Begrindung.
Gliltigkeit der dlteren Prioritdt und Relevanz von D30
8.1 Nach der Beschwerdegegnerin findet der Begriff
"fraktalartig" keine Stiitze im alteren

Prioritdtsdokument DE 4126362. Das Altere
Prioritdtsdatum (6. August 1991) sei daher nicht gultig

2254.D
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und das am 27. November 1991 verdffentlichte
Dokument D30 gehdre zum Stand der Technik.

Es ist unbestritten, dass der Begriff "fraktalartig" im
Prioritédtsdokument DE 4126362 nicht wértlich vorkommt.
Nach dem Anspruch 2 dieses Dokuments wird die aktive
Oberflache durch eine "insbesondere fraktale, rdumliche
Geometrie" vergréfert. Ferner wird in der Beschreibung
(Seite 9, Zeile 31 bis Seite 10, 2Zeile 5) angegeben,
dass bei einer fraktalen Geometrie "eine Anzahl eines
Elements wiederholt aber verkleinert auf gréferen
Elementen mit anndhernd gleicher Form aufgefunden" wird.
Eine derartige Formgebung lisst sich "mindestens
angendhert" mit Verfahren der Dunnschichttechnologie bei
entsprechender Einstellung der Verfahrensparameter

erzielen (Seite 10, Zeilen 3 bis 5).

Das altere Prioritatsdokument l&sst daher keinen Zweifel
daran, dass der im Anspruch 1 verwendete Begriff
"fraktal" eine aktive Oberflidche umfassen soll, die nur
angendhrt mit einer fraktalen raumlichen Geometrie
erzeugt werden kann. Der Begriff "fraktalartig" im
Anspruch 1 des Streitpatents soll daher lediglich
klarstellen, dass eine fraktale r3umliche Geometrie in

der Praxis nur anndhernd herstellbar ist.

Zusammenfassend ist die Kammer der Meinung, dass das
dltere Prioritatsdatum giltig ist. Das Dokument D30
gehdért somit nicht zum Stand der Technik und ist nicht

zu bericksichtigen.

Aufgrund der vorhergehenden Uberlegungen beruht somit

der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents
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auf einer erfinderischen T&tigkeit im Sinne des

Artikels 56 EPU.

Die vom gewdhrbaren Anspruch 1 abhiangigen Anspriiche 2
bis 6 sind auf besondere Ausgestaltungen des
Gegenstandes des Anspruchs 1 gerichtet und deshalb

ebenfalls gewi@hrbar.

10. Da dem Hauptantrag der Beschwerdefihrerin, das Patent in
unverdnderter Form aufrechtzuerhalten, stattgegeben wird,

sind die Ubrigen Hilfsantrdge 1 bis 6 unbeachtlich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

T Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in unverinderter Form aufrechterhalten.
Der Geschidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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